
リサーチケミカルズ

高純度化学薬品や試薬の製造と精製における30年以上に渡る経験
を生かし、ハネウェルはエレクトロニクスおよび半導体産業向けの包
括的なポートフォリオを展開しています。当社の豊富な製品ベースには
十分な実績があり、世界トップクラスのエレクトロニクスメーカーで大
量に使用されてきました。

当社の高純度化学薬品は、教育、リサーチ、開発、ハイテクマイクロ/ナ
ノチップのプロトタイプ作成や小規模生産に携わる研究者向けに特殊
設計された小型パッケージサイズで提供されています。

半導体グレード製品には高性能アプリケーション向けの高純度製品
もご用意しています：

•• エッチング液 酸/アルカリ、フッ化アンモニウム、過酸化水素などを
使用するウェットエッチングのプロセス用 

•• ヘキサメチルジシラザン (HMDS) シリコンウェハ表面のシラン処理
に使用。
•• 溶剤 極低レベルの金属濃度で、溶剤機器の洗浄、ウェハの乾燥、基
板堆積や基板除去などに広く使用。

半導体グレード試薬　•
ニーズに応える超高純度

特徴
•• 高純度、安定性、非常に優れたロット間の恒常性
 • ISO 9001およびRC 14001認証

容器
 • 1L ガラス瓶
 • 2.5L プラスチックボトル•および 5Lプラスチック缶
 • 5kg プラスチックボトル

含まれる化学薬品
•• 酸
•• アルカリ
•• 溶媒
•• 他のエレクトロニクス品用化学薬品



製品番号 製品名 パッケージ
酸/アルカリ

40291H 水酸化アンモニウム溶液、H2O中にNH3≧25％、VLSIグレード 2.5 L

40253H 塩酸、発煙37% 2.5 L

40233H 塩酸、≧32% 2.5 L

40213H フッ化水素酸、49.5～50.5% 5 L

40222H 硝酸、≧69% 2.5 L

40230H 硝酸、≧65% 2.5 L

40303H 硝酸、69-71%、VLSIグレード 2.5 L

40266H リン酸、≧85% 2.5 L

40216H 水酸化カリウム 5 kg

40254H 硫酸、95～97% 2.5 L

溶媒
40289H アセトン、≧99.5%、USLIグレード 2.5 L

40296H メタノール、≧99.9% VLSIグレード 5 L

40219H 2-プロパノール、≧99.8% 5 L

40301H 2-プロパノール、≧99.8% VLSIグレード 2.5 L, 5 L

その他のエレクトロニクス用化学薬品
40207H フッ化アンモニウム - フッ化水素酸混合物、AF875-125、エッチング混合物 2.5 L

40208H フッ化アンモニウム溶液、≧40% 5 L

40292H フッ化アンモニウム溶液、≧40% VLSIグレード 5 L

40215H ヘキサメチルジシラザン（HMDS）、≧98% 1 L

40267H 過酸化水素溶液、≧30% 5 L
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